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Fold Nr. I Grundlage dea Berlchts 



1 . Hinsichtllch der Sprache beruht der Bericht auf der intematlonalen Anmeldung in der Sprache, In der sie 
elngereicht wurde t sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben 1st. 

□ Der Bericht beruht auf elner Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fOr folgenden Zweck elngereicht worden 1st: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Verflffentllchung der intematlonalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlflufige PrQfung (nach Regeln 55.2 undbder 55.3) 

2. Hinsichtllch der Bestandteile* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (ErsatzblStter, die dem 
Anmeldeamt auf elne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten Im Rahmen dieses Berlchts als 
'ursprQngllch elngereicht 0 und slnd ihm nlcht beigefQgt): 

Beschrelbung, Selten 

1 , 2, 6-1 0 in der ursprQngllch eingerelchten Fassung 

3-5 elngegangen am 1 3.04.2005 mlt Schrelben vom 1 1 .04.2005 

AnsprQche, Nr. 

1 -1 0 elngereicht mit dem Antrag 

Zeichnungen, Blatter 

1£-5£ in der ursprQngllch eingerelchten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfetd betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschrelbung: Sette 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

4. 13 Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen GrGnden nach 
Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingerelchten Fassung hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). 

H Beschreibung: Seite 3-5 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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5S2.tf r u V Be grQndet t P°® t8to ' ,un 9 nach Artlkel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erflnderlachen 
FeststeituTg 8 ewerbl,ch * n Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklflrungen zur StQtzung dleser 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprOche 1-10 

M J Neln: AnsprOche - 

Erflnderische T&tigkeit (IS) Ja: AnsprOche - 

Nein: AnsprOche 1-10 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: AnsprOche: 1-10 

Nein: AnsprOche: - 

2. Unterlagen und ErklSrungen (Regel 70.7): 
slehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internatlonalen Anmeldung 

Zur Klarheit der PatentansprOche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die AnsprOche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestOtzt werden, ist folgendes zu bemerken: "nsprucne in 

slehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

1 . Die mit dem Antrag auf Internationale vorlaufige Prilfung eingereichten Anderungen 
bringen Sachverhalte ein, die Qber den Offenbarungsgehalt der Intemationalen 
Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende 
Anderungen: 

Das Ersetzen der ursprQnglichen Angabe in den unabhangigen Anspruchen 1 und 5, 
wonach die Unterschicht mindestens 5 Gew% Zr02 aufweist, durch das Si02Zr02- 
Verhaltnis. 

Das angegebene Si02:ZrO2-Verhaltnis entspricht lediglich in dem besonderen Fall, 
in dem die Unterschicht aus Zr02 und Si02 besiabi, einem Zr02-Gehalt von 
mindestens 5 Gew%. Sind weitere Bestandteile vorhanden (siehe Anspruch 2), 
schlieBt das angegebene Zr0 2 :Si0 2 -Verhaltnis einen Zr0 2 -Gehalt < 5 Gew% ein, 
entgegen dem ursprunglich offenbarten Gegenstand. 

Daher bezieht sich die Prufung im Folgenden auf Ausfuhrungsformen gemaB 
den Anspruchen 1 und 5, bei denen die Unterschicht aus Zr02 und Si02 
besteht. 

2. Aus den gleichen Grunden sind auch die Anderungen in der Beschreibung nicht 
zulassig (neu eingereichte Seiten 3-5). 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 
D1 : EP 1 016 458 A (ORIENT CHEMICAL IND ;OSAKA MUNICIPAL 
GOVERNMENT (JP)) 5. Juli 2000 (2000-07-05) 
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D3 : US 2002/045073 A1 (FINLEY JAMES J) 18. April 2002 (2002-04-18) 



2. DOKUMENT D1 

2.1 D1 (siehe Absatze 9, 16, 17, 26, 61) beschrelbt eine photokatalytisch aktive 
Beschichtung, bei der die eigentliche photokatalytisch aktive Schicht auf einer 
Zwischenschicht aufgebracht ist. Anatas wird als Photokatalysator verwendet (z.B. 
Beispiel 1). 

ZrO z wird neben Si0 2 als geeignetes Material fur die Zwischenschicht aufgefuhrt 
(Anspruch 12). Dabei wird die Zwischenschicht durch Polykondensation der Alkoxide 
hergestellt (Anspruch 13). Die Konzentration an organischem Polymer betragt im 
Grenzbereich zur photokatalytischen Schicht ~ 0% (Absatz [0033]). Auch aus den 
Beispielen (Beispiel 1) geht hervor, dass nur die "1 . Zwischenschicht" ein 
organisches Polymer enthalt wahrend die "2. Zwischenschicht" ohne Zugabe eines 
organischen Polymers hergestellt wird, d.h. aus dem jeweiligen Oxid / den jeweiligen 
Oxiden besteht- 

Die Zwischenschicht zeigt bevorzugt keine photokatalytische Aktivitat (Absatz [0017]), 
was impliziert, dass kein Ti0 2 vorhanden ist. 

Die aus D1 bekannte Zwischenschicht ist ferner als gleicherma3en "porenfrei" wie 
die in der Anmeldung beschriebene Zwischenschicht anzusehen (gleiches 
Herstellungsverfahren). 



2.2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 in der im 
Gewichtsverhaltnis von Si02 und Zr02 (siehe jedoch Punkt I). 

Da jedoch nicht ersichtlich ist, dass dieser Unterschied irgendeinen technischen 
Effekt bewirkt, der eine erfinderische Tatigkeit begrunden konnte (keine geeigneten 
Vergleichsbeispiele), beinhaltet Anspruch 1 keine erfinderische Tatigkeit. 

Aus Tabelle 1 der vorliegenden Anmeldung scheint vielmehr hervorzugehen, dass 
die gestellte Aufgabe bereits durch Si02 allein gelost wird. 
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2.3 UNABHANGIGER ANSPRUCH 5 

D1 ist aus den gleichen Griinden relevant fur den Anspruch 5. Insbesondere werden 
die entsprechenden Verfahrensschritte in Beispiel 1 beschrieben, inkl. des 
Warmebehandlungsschritts bei 100 °C. GemaS der allgemeinen Lehre kann Si femer 
durch Zr ersetzt werden. 

Somit unterscheidet sich das im Anspruch 5 definierte Verfahren von D1 im 
Gewichtsverhaltnis von Zr02 und Si02 und darin, dass die Warmebehandlungszeit 
10-300 secbetragt. 

Die Wahl der geeigneten Bedingungen zur Warmebehandlung fallt in die ubliche 
Vorgehensweise des Fachmanns und begrQndet keine erfinderische Tatigkeit. Der 
Gegenstand des Anspruchs 5 ist daher ebenfalls nicht erfinderisch gegenuber D1 . 

2.4 UNABHANGIGER ANSPRUCH 10 

GemaB D1 eignet sich die Beschichtung ferner fur beliebige geformte Artikel aus 
Polymerwerkstoffen (Absatz [0016]), z.B. Platten. 

Der Gegenstand dieses Anspruchs unterscheidet sich daher von D1 ebenfalls im 
Gewichtsverhaltnis von Zr02 und Si02 und ist daher aus den bereits genannten 
Griinden (siehe 2.2) nicht erfinderisch. 



3. DOKUMENT D2 

Das Dokument D2 legt ebenfalls den Gegenstand der unabhangigen Anspruche 
nahe: 



3.1 D2 beschreibt eine ahnliche Beschichtung wie D1 (siehe Beispiele), bei der die 

Primerschicht durch ein Sol-Gei-Verfahren hergestellt wird (Absatz [0022], Anspruch 
10) und aus Si02 oderZr0 2 bestehen kann (Anspruch 2 von D2). GemaB D2 ist die 
Porositat < 2 nm (Anspruch 3), was als "porenfrei" anzusehen ist (vgl. Punkt VIII). 
Insbesondere geht aus den Abbildungen der vorliegenden Anmeldung hervor, dass 
sich der Ausdruck "porenfrei" in der vorliegenden Anmeldung auf Poren im 
Mikrometerbereich bezieht. Poren mit einer GroBe von < 2 nm waren auf den 
Abbildungen (fig. 3-16) nicht zu erkennen. 
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D2 ebenfalls im Vorliegen 
von Zr02 und Si02 im angegebenen Gewichtsverhaltnis und ist daher aus den * 
bereits genannten Griinden (siehe 2.2) nicht erfinderisch. 

3.2 D2 (Absatz [0032] - [0034]; Beispiel 3) beschreibt ein Herstellungsverfahren, von dem 
sich der Gegenstand des Anspruchs 5 im Gewichtsverhaltnis von Zr02 und Si02 
sowie darin unterscheidet, daB eine Warmebehandiung bei 20 °C bis 120 °C fur 10 - 
300 sec erfolgt. 

Die Wahl der geeigneten Bedingungen zur Warmebehandiung fallt in die ubliche 
Vorgehensweise des Fachmanns und begriindet keine erfinderische Tatigkeit. 

3.3 D2 beschreibt beschichtete Gegenstande gemaB Anspruch 1 0 (siehe Absatz [0035]), 
so dass Anspruch 10 aus den gleichen Griinden wie Anspruch 1 nicht erfinderisch ist. 



4. DOKUMENT D3 

4.1 D3 (Beispiele) beschreibt eine photokatalytisch aktive Beschichtung aus einer TiO a - 
Schicht auf einer Zr0 2 -Schicht. Die Zr0 2 -Schicht kann weitere Bestandteile enthalten 
(Absatz 37). Verschiedene polymere Materialien werden als Substrat angegeben 
(Absatz 23). 

D3 beschreibt keine Unterschicht aus Zn02 und Si02 im angegebenen 
Gewichtsverhaltnis. Da sich D3 nicht auf das Problem der Zersetzung des 
Tragermaterials bezieht, ist D3 fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht 
relevant. 



5. ABHANGIGE ANSPROCHE 2-4, 6-9 

5.1 Die Anspruche 2-4 und 6-9 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den 
Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des 
PCT in Bezug auf erfinderische Tatigkeit erfiillen. 



6. Die gewerbliche Anwendbarkeit des beanspruchten Gegenstands wird anerkannt. 
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ZuPunktVIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1 . Der Begriff "porenf rei" wird zur Charakterisierung einer Oxidschicht verwandt. Es 
scheint jedoch, dass ein solches Material immer eine gewisse Porositat aufweist, 
zumal die PorengrdBe nicht definiert ist. 

Insbesondere geht aus den Abbildungen der vorliegenden Anmeldung hervor, dass 
sich der Ausdruck "porenfrei" auf Poren im Mikrometerbereich bezieht. Poren mit 
einer GroBe von < 2 nm waren auf den Abbildungen (fig. 3-16) nicht zu erkennen. 

Dieses Merkmal ist somit nicht klar (Art. 6 PCT). Folglich ist es auch nicht geeignet, 
den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen. 



2. Entgegen der iiblichen Bedeutung des Begriffs ist gemaB Anspruch 7 auch Wasser 
als organisches Suspensionsmittel anzusehen. Die Definition "organisches 
Suspensionsmitter bezieht sich vor diesem Hintergrund auf jedes beliebige 
Suspensionsmittel. 

Aus diesem Grund ist der Term "organisches Suspensionsmittel" nicht klar. 
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die Substra^obearflfiche deren pbymlmlisch^hfemische Aktivienmg zJJ. durch Corana- 
strahlung. Weiterhin ist fuxtherrnisch labDe Substrate eine scbnelle Abbindang der 
Schichten bei mdglichst niedrigen Temperaturen unabdingbar. So ftthren bel der Be- 
Bchichtang von Fensterprofilen aus PVC Temperaturen vontlber 100 °C za De- 
fonnationen, die aber eine passgenane Weiterverarbeitung des Proffls verihindem. Die 
bier off eribarten Reaktionsbedingungen Bind fflx fbnngetreue WeBatoffe nor bedingt 
einsetzbar. 

Aufgabe 

[015] Aufgabe der Voriiegenden Erfindung war es daher, photokatalytisch aktive Be- 
schichtomgen beredt za steUen, die anch fllr thermisch labile, bzw. oxidationsemp- 

fimflkhe T&flgepnaterialien geeignet ist 

Darstellung der Erfindung 
Gegenstand der vorllegenden Erfindung Ist elne photokatalytisch aktlve Be- 
schlchtung elnes Substrate aus mtndestens zwel nasschemlsch hergestetlten Schichten 
mlt mlhdestens elner ersten, auf das Substrat aufgebrachten, aus elnem ahorganischen 
Polymer bestehende'n Unterschlcht, enthaltend die kovalent mltetnander verbundenen 
Metatloxide SIO a und ZrOz und mlndestens elner zwelten, aus Ti0 2 -Partikeln bestehenden 
Oberschicht, wobel die Unterschlcht wenlger als 0.5 Gew.% TlOa-Partlkel 
enthSIt, porenf rel Ist und SIOa und Zr0 2 Im Gewlchtsverhaitnls 50:50 bis 95:5 aufwetst 
[0 17] Die CTfindangsgemSBe Unterschicht weist keine Poren anf, deckt das Substrat 

vollstandig ab und sorgt so fQr den Schutz von oxidatjonsenrpfiTidlicben Oberflfichen 
vor der photokatalytisch induziertea Zersetzong durch die Oberschicht Dies ist ins* 
. besondere bei der B^schichtung von Fensterprofilea aus PVC von Vortefl, da diese 
ebenfaQs Titandioxid yntfr^ten. Wfiide das in der PVC-Masse enthaltene Titandioxid 
fireigelegt, resultiext due nodi schnellere Zersetznng des Kanststoffs, Die thexmische. 

• AnshMrtung der Unterschicht kaim bei so niedrigen Temperatnren erfblgen, dass 
gefbrmte Halbzeuge wie Profile kerne Ver f oi mu ngen erieiden. 

[018] Weiterhin weist die Unterschicht weitgehend keine TiC^-Partikel anf. Dies 

bedeutet, dass ansgehendvom Substrat nrindestens 85 % 9 bevorzngt mindestens 90%, 

• ganzbevoxzDgtmindest^95% 

TiO -PartiOkeln sind, also weniger als 0,5 Gew.% und insbesondere weniger als 0,1 
Gew.% TiO -Partikel aufweisen. 
[019] Die XJnterschicht kann aus mindestes zwei, nacheinander anfgetragenen Schichten 

gleiche* oder-imterschiedltehex^^ 

Anteil an HO und Zj0 2 gelten fiir die Summe der Teflscbichten, konnen aber anch fiir 
jede einzelne Schicht eingesteDt werden. So ist es moglich, das eine der Schichten 
vollstandig aus ZrO besteht und eine weitere Schicht aus einem SiO/ZrO^-Gemisch. 
Die Teilschichen konnen anch eine gleiche Zusammensetzung, aber unterscbiedliche 



Ersatzse^ 
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Dicke, zJB. dutch die Auftragung von Suspensianen unterschiedlicher Feststoffgehalte 
anfweisan. 

[020] ' Erfindungsgemfifie Beschichtungen eignen aich daher insbesondere zur Be- 

schichtung von Substratm aas einem oder mehieren polymeron MateriaHen und/oder 
- MetaHen. Als polymeres Material kannen em oder mehrere Polymere, ausgewShlt ana 
der Gruppe PoTyvinyloUorid (JPVC), Polypropylen (HP), Polyetfaylen (PR), Pch 
lyacrylate und -metaaylate, wie z JB. Polymethylmetacrylat (PMMA), Polystyrol (PS), 
Polycaxbonat (PC), Polyester, Epoxide, Polyurethane (PU), Polyisocyanate, SBR, 
ABS, ASA, NBR oder MisdxpoJymnrisate aus Acrytoitril, Styrol, Butadiene Me- 
thacrylat oder Isopren, jeweils als Homo- oder Copolymer, als Coextrudat oder als Po- 
lymerblend edngesetzt warden. 
[021] Die Substrate kttxmen bereits zu Halbzeugen, ggf. irrit komplexen geametrischen 

Foimen wie zJB. eortradieacte Profile geformt sein. Hierbietet sich der Binsatz von CO- 
extrudaten an. So ktanea zB. PVC-Halbzeoge wie Feuster- oder TUrproffle mit einer 
Deckschicht aus den genannten Polymeren, insbesondere PMMA, versehen werden. 
[0221 Pigor 1 zeigt den schematism Anfbau einer erfiTirliTngsgemSBen Beschichtnng, 
wobei S fBr Substrata U fiir cbemisch ineite Unterschicfat aus dem anorganischen 
Polymer und P fBr die^hotokatafytisch aktive Schicht aus TiO^Partikehi steht 
[023] Die Dicke der ersten Schicht (U in Fig. 1 , UntetscMcht) betrfigt in txockenem, 

vemetztem Zustand bevwzugt 100 - 500 nm, besonders beyoizugt 200 - 500 und ins- 
besondere 300 -500 m 
[024] Die Dicke der zweiien, photokatalytisch aktiven Schicht (P in Fig. 2, Oberscbicht) 
betrSgt in trockenem 7nst»"j bevarzugt 20 - 100, besonders Tjevdrzugt 20-50 nm. 

[025] Das anorganische polymer der Unterschlcht(en) ist bevorzugt aus SIO* und ZrOa, 

• optional mit elnem oder mehreren kovalent mltelnander verbundenen Metalloxlden aus der 
Gruppe AI^Os, NbaCh, Ta 2 Oa f CaO aufgebaut Als anorganlsches Polymer wlrd im Rahmen diesei 
Erflndung elne z.B. mit dem Sol-Gel-Verfahren der DE 101 58 433 A1 hergestellte Verblndung, dl< 
formal aus den genannten Metalloxlden besteht, angesehen. Dies belnhaltet auch die VerknQpfu 
grSBerer Elnhelten oder Blocke wle z.B. ZrOjr-Parttkel Qber SiOz-BrQcken. 

[026] Als UnterscMcht haben sich anorganische. Polymeie, die SiO^ und ZiO^ im Ge- 
wichteveihaltnis 50:50 tris 95:5,insbesondeie 75:25 bis 90:10 bzw. 85;15 bis 90:10 
enthalten, bewahrt. Solche Schichten konnen optional noch 0,01 bis 2 Gew.% 
(bezogen anf^eTfoterscE^ eines weiteren Metalloids wie" be£ 

spielsweiseAlO,NbO,TaO oder CaO oder auch Kohlenstoff in Form von RuB 
enthalten. 

[027] Die HO -Partikel der photokatalytisch aktiven Oberscbicht weisen bevorzugt einen 
Durohmesser von 5 - 30 nm, insbesondere 10 bis 25 nm auf, die Verwendnng von 
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PaitEkeln dor Anatas-Modifikatkm ist gegentlber solchen der Rfttil-Struktur zu 
empfehlen. 

[028] Die phbtokatalytiscbe Akdvitat der HO^-Partikcl kaon dmch dea Beschich- 

taogsprozess reduaart sein. Zur Reaktiviernng der Oberschicht kSnnen die Substrate 
fBrl-SStandeoademS o m c ^ c ht UV- 
Bestrahlung ausgesctzt werfoxu 

[029] Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfmdung ist ein Verfahren zur Herstellung 
photokatalytisch aktiver Beschichtungen auf einem Substrat durch die Verfah- 
rensschiitte 

a. Nasschexnisches Beschichten eines Substrats mit einem anorganischen Polymer 
durch Auftr agen einer Suspension des anorganischen Polymerea oder dessen 
chemische VorlSufer in einem organischen Suspensionsxnittel, 

b. Ganz oder teilweise Bntfenmng des organischen Suspensionsmittels unter Erbalt 
* einer Unterschicht 

c. Auftragen einer Dispersion aus TiO^-Partikeln in einem organischen Dispersi- 
onsmittel auf die Unterschicht 

i Ganz oder teilweise EntFennmg des organischen Dispersionsmittel unter Erhalt einer 
Oberschicht 

e. WHrmebehandlung der Unter- trnd Oberschicht bei 20 bis 120°C fflr 10 bis 300 sec, 
mit der Ma&gabe, dass die Unterschicht aus einem anorganischen Polymer besteht, 
weniger als 0.5 % Ti02-Partikel enthMIt, porenfrei Ist und SIO2 und Zr0 2 im GewichtsverhMltnis 
50:50 bis 95:5 aufwetst 

[030] VerfahrenaBchritt a 

[031] Die in Verfahrensscbritt a) eingesetzte Suspension enthSlt das anarganische 

Polymer oder dessen chemische Vorlaufer, Als chemische VodSufer werden Ver- 
bindungen verstanden, arts denen die anorganischen Polymere bzw. die genannten Me- 
taBoxide hergestellt werdenkfinnen, insbesondere ein oder mefcreie MetaHoxide aus 
der Giuppe SiO , ZrO , Al O , Nb O , Ta O , CaO, und/oderdie entsprechenden 
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ABcoxide, Chloride, Nitrate, Hydroxide, Fonniate oder Acetate, jeweils einzeln oder 
alsGemisch* 

[032] Besonders geeignete Hnsatzstoffe fur SiO^ sind Kieselsol, Kieselge! und/oder 

KieselsMme, Organosilane wie Alkoxy- oder ADcoxyhydroxysflane, insbesondere Te- 
traalkoxysilane; fur ZrO die Zudconiinnalkoxide wie z,B> Zirkoiiinmbutanolat oder - 
propanolat Optional ist die Verwendung von weiteren Metalloxiden, wie zJB* A3 0 3 , 
— ggf. in Form von mit Alumixriumoxid dotiertem SiO^. 

[033] Die Suspensionen in Verfahrensschritt a) k&nnen einen Feststoffgehalt von 0*1 bis 
25 Gew.% aufweisen, wobei Feststoffgehalte von 1 bis 5 Gew.% zum Erhalt einef 
homogenen Schicht bevorzugt sind 

[034] In einer besonderen Variante der Erftndung wild eine Suspension mit einem Fest- 




Ansprfiche 

1. Photokatalytisch aktive Beschichtung eines Substrata aus 



mindestens zwei nasschemisch hergestellten Schichten mit 
mindestens einer erst en, auf das Subs t rat aufgebrachten, 
5 aus einem anorganischen Polymer bestehenden Unterschicht, 

enthaltend die Jcovalent miteinander verbundenen 
Metalloxide Si0 2 und Zr0 2 und mindestens einer zweiten, aus 
TiOa-Partikeln bestehenden Oberschicht, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Unterschicht weniger o.ls K 0.5 
10 Gew.% TiO a -Partikel enth&lt, porenfrei ist und Si0 2 und 

Zr0 2 im Gewichtsverh&ltnis 50:50 bis 95:5 aufweist. 

2. Photokatalytisch aktive Beschichtung nach Anspruch 1; 
dadurch gekennzeichnet, dass das anorganische Polymer aus 
einem oder mehreren kovalent miteinander verbundenen 

15 Metalloxiden aus der Gruppe Si0 2 , Zr0 2 , Al 2 0 3 , Nb 2 0 3 , Ta 2 0 3 , 

CaO aufgebaut ist. 

3. Photokatalytisch aktive Beschichtung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterschicht aus 
mindestens zwei/ nacheinander aufgetragenen Schichten 

20 gleicher oder unterschiedlicher Zusammensetzung besteht. 

4. Photokatalytisch aktive Beschichtung nach einem der 
Ansprttche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Substrat ein oder mehrere Polymere ausgewahlt aus der 
Gruppe PVC, PP, PE, PMMA, PS, PC, Polyester, Epoxide, 

25 Polyurethane, Polyisocyanate, SBR, ABS, ASA, NBR oder 

Mischpolymerisate aus Acrylnitril, Styrol, Butadien, 
Methacrylat oder Isopren, jeweils als Homo- oder 
Copolymer, als Coextrudat oder als Polymerblend eingesetzt 
we r den. 
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Verfahren zur Herstellung photokatalytisch akt 



Beschichtungen auf einem Substrat, gekennzeichnet durch 
die Verf ahrensschritte 

a. Nasschemisches Beschichten eines Substrata mit einem 
anorganischen Polymer durch Auftragen einer Suspension des 
anorganischen Polymeren oder dessen chemische Vorl&ufer in 
einem organischen Suspensionsmittel, 

b. Ganz oder teilweise Entfernung des organischen 
Suspensionsmittel s unter Erhalt einer Unterschicht . 

c. Atiftragen einer Dispersion aus Ti0 2 -Partikeln in einem 
organischen Dispersionsmittel auf die Unterschicht. 

d. Ganz oder teilweise Entfernung des organischen 
Dispersionsmittel unter Erhalt einer Oberschicht. 

e. W&rmebehandlung der Unter- und Oberschicht bei 20 bis 
120 °C fxir 10 bis 300 sec, 

mit der MaSgabe , dass die Unterschicht aus einem 
anorganischen Polymer besteht, weniger als 0.5 % Ti0 2 - 
Partikel enth&lt, porenfrei ist und Si0 2 und Zr0 2 im 
Gewichtsverh&ltnis 50; 50 bis 95:5 aufweist. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die in Verf ahrensschritt a) eingesetzte Suspension die 
Metalloxide SiD2 und Zr0 2 , sowie optional Al 2 0 3 , Nb 2 0 3 , 
Ta 2 0 3 , CaO, und/oder die entsprechenden Alkoxide, Chloride, 
Nitrate, Hydroxide, Formiate oder Acetate enthalt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das organische Suspensions- und 
Dispersionsmittel Ethanol, Propanol, Isopropanol, 
Isobutanol, n-Butanol, Glycol, Ethylenglycol, 

Propyl engly col , Butyl englycol , Wasser, Ameisensaure, 
und/oder Essigsaure alleine oder als Gemisch enthalt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verf ahrensschritte a) und b) 
mindestens zweimal hintereinander durchgefuhrt werden. 



9. Verfahren nach einem der Ansprftche 6 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verf ahrensschritte c) und d) 
mindestens zweimal hintereinander durchgeftihrt werden. 

10. Fensterprof ile, TGrprofile, Rollladensegmente, Fenster- 
5 bftnke, Architekturverblendungen, Tttrbl&tter, Regenrinnen, 

Regenfallrohre und Kunststoff- oder Aluminiumschalen zur 
Verblendung von Fenster- oder Txlrrahmerx, mifc einer 
Beschichtung gemas einem der Ansprftche 1 bis 4. 
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